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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
本文件等同采用IECTS62622:2012《纳米技术 人造光栅的描述、测量和尺寸质量参数》,文件类

型由IEC的技术规范调整为我国的国家标准化指导性技术文件。
本文件做了下列最小限度的编辑性改动:
———将标准名称改为《纳米技术 光栅的描述、测量和尺寸质量参数》;
———将IECTS62622:2012中未被引用的术语“特征位置的相对偏差”和“特征位置的相对线性度

偏差”分别调整至术语“特征位置偏差”和“特征位置的线性度偏差”的注中。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由中国科学院提出。
本文件由全国纳米技术标准化技术委员会(SAC/TC279)归口。
本文件起草单位:中国计量科学研究院、北京大学、清华大学、苏州苏大维格科技集团股份有限公

司、广纳四维(广东)光电科技有限公司。
本文件主要起草人:李伟、李适、朱振东、李群庆、陈林森、李晓军、高思田、李琪、施玉书、黄鹭、史瑞、

乔文、华鉴瑜。
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引  言

  光栅在纳米尺度结构的制造过程以及纳米物体的表征中起着重要的作用。
在采用光刻技术的半导体集成电路批量制造中,通过光来探测掩模版和硅晶圆上的光栅图案,分析

产生的光信号,并将其用于在晶圆扫描生产工具的不同光刻步骤中实现光刻掩模和晶圆的对准。在半

导体制造以及其他需要纳米级高定位精度的制造过程中,通常使用基于光栅的长度或角度编码器系统

提供运动轴的位置反馈。纳米技术中光栅的另一个应用领域是作为标准器,用于校准表征纳米结构所

用的必要仪器,如扫描探针显微镜、扫描电子显微镜或透射电子显微镜等高分辨显微镜。
在制造工具中,用于位置反馈的光栅的质量通常影响对准系统或定位系统所能实现的精度。光栅

作为校准高分辨显微镜图像放大倍率的标准器,其质量决定了校准的不确定度,从而对显微镜的最终测

量不确定度起着重要作用。
本文件主要规定了光栅特征的质量参数,采用与光栅特征标称位置的偏差来表示,并提供了用于校

准和表征光栅的各类测量与评价方法的应用指南。
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纳米技术 光栅的描述、测量和
尺寸质量参数

1 范围

本文件界定了以光栅特征与标称位置偏差来解释光栅的全局和局部质量参数的通用术语,并提供

了测定参数所用的测量与评价方法分类的指南,以及在纳米技术的不同应用领域保证生产和使用光栅

质量的指南。
本文件所定义和描述的方法适用于不同种类的光栅,但本文件重点关注一维(1D)和二维(2D)光

栅,以便于纳米技术领域中涉及光栅尺寸质量参数表征的制造商、用户和校准实验室之间的使用。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

GB/T30544.1—2014 纳米科技 术语 第1部分:核心术语(ISO/TS80004-1:2010,IDT)

ISO/IEC17025 检测与校准实验室能力通用要求(Generalrequirementsforthecompetenceof
testingandcalibrationlaboratories)

注:GB/T27025—2019 检测和校准实验室能力的通用要求(ISO/IEC17025:2017,IDT)

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 基本术语

3.1.1
特征 feature
参考一基准面、具有明确的不同于边界以外区域的物理属性(参数)的一个连续边界内的区域。
示例:基底上一个具有梯形横截面的特征,见图1。

图1 基底上梯形线特征的示例
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